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(54) Verfahren *tim nasschemtechen Entfemen von Kontaminaticnen auf 
Halbleitericristalloberfiachen 

(57) AJb Ralnigungsmedium wild nur noch hochrei* 
nes deionisiertes Wasser vefwendet, dem hardeisubfi- 
che MetallkomplexbiJdner, beispiel$*aise 
Ethylendiamintetraacetat (EDTA), tm ppm-Konzentrati- 
cnsbereich zugesetet and. Die bisherige BereftstelJung 
hftcrtstreiner und deshatb aufwendiger Chemikalierv 
Misehungen entfsilt 
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Bisehreibung 

Die Erfindunc seirffi sin Verfanren rum Errtfernen 
vcn Kor •aminaficnan at: HaifclartartcisallcberfiAchen^ 

3ei ser riereteilung *an ncctiintegnenen aletcroni- s 
schen Schaitungen mlsser den atrzsinen Technologie- 
verfanren (Diffusion. Abscneiaung, Atzen, us*.) 
Reinigungsprozesse vor- bzw. nachgeschajtet werden, 
um beispielsweise qualttativ hoctiwadge Isctations- 
scnichten zu erhalten. Aut dar Cberf lacie des normaier- iff 
weise aus Silizium bestenenden Suostrats focmen sich 
insoesondere aus verechiedsnen'Quellen stammende 
Verunreinigungen durcn Stfiwermetalie -jnd/ocser Alka- 
[imetaile anlagefn. Weiter 1st mrtder Anlagerung von Par- 
tikeiverunreinigungen und vcn arganischen ftf 
Kontaminationen zu reciwen. 

Es ist bekannt, arganische, metallised und partiku- 
tars Kontaminationen mrt Mischungen von hdchstremen 
Chemikaiien von csn Halbiefterccerftechen aozulfisen. 
Oaoei werden die Haibleitarscheiben ertwecer in geeig- so 
nete shemische 3ader eingetaucnt haufig unter Ultra- 
scnalleinwirkung, coer dla ReinigungsflGSSigkait wird In 
einem soganannten Cleaner auf ale Scheiben gesprflht 
Zum Abtrag von metalliscnen Kontaminationen werden 
bisher Saiz- bzw.SchweT8tsAure/ > //asse^:ctfperQXid" 25 
Mischungen eingesstzt, wahreno zur Enrfernung von 
rartikeln und organiscnan Hasten Ammoniak/Wasser- 
stcffneroxid- ccer Choiin/WasserstoffcercxiG-Miscliun- 
gen ufctlcn sind. Demit sacei aie ReinigungswirKung 
sicnergesteilt ist werden an die Chemikaiien vcr ihrem :o 
E;r.satz hdcnste Reinheitsanfcrcerungen gssteilt die 
ihrerseits nur curch aufwenclge urc kcstentrachtige Rei- 
nigungsverfahren gewfthrieistat warden Kfinren. 

Dar vor tiegenoen Ertinaung liegt oaher cis Aufgabe 
zugrunde. ain Verfanren cer singangs angegebenen Art 35 
zv schaffen, das oei mindestens gleichtieibender Qua- 
litat wenlger aufwendlg ais die cekanmen Verfanren ist 
Diese Autgaae wird erfindungsgamaG dadurch 
^ geifist dafl als naScnemisches Reinigungsmedium 
hccnreines aeionisienes Wasser verweraet wird, dem *o 
MetalikcrrplexDiicner im agm-Kcrzentraricnsbereich 
zugesetzt weraen. 

W9iteroi!cunger aer Errincung sine Gsgenstand 
vcn UnteransprOcnen. Vorreile und Einzsiheiten der 
Erfincung werden anrand ces foigenden ALsfChrungs- ^ 
ieispiels noch naher eriautart 

Das arfindungsgemaSe Vartahrsn ermGgiicht es» 
dafB nnetallisene Kontaminationen a:s Komptexverbin- 
curgen effektiv vcn der Scneibenoberfiache abgetOst 
weraen. Zur Unteretutsung und Erweiterung des Reini- sc 
cungscrczessss hinsichtfeh pariitajiarer verunreinigun- 
lar. ksnn sine zus^t:liche 'Jltraschaj'.eirwirkung 
unc/caer der Zusaiz vcn oberf lfic^ensaarnungsreduzie- 
'eroen 3ub$tanzen, oeiscielsweise sind Cbiiche Tenside 
jaeignet. zur. "eirigungsmediurn vorgesehen werden. ^* 
rber.se kann die fieinigungswirkung durcti Temperatur- 
variation irr. Bere-ch vcn siwaOv IC'Ccctir^ert werden. 
VVeiterhin <cnnen durch zusatzlicr.s Czor^udosierung 
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organised Verbincungen, die curcn Czan vertrannt 
werden. besadgt weraen. 

Cer emscheicende Voneil dar Erfindung ergibt sicn 
caraus. oa5 ajs mengenmaGIg reievantas Heinigungs- 
meclum nur nocn nocrveines (ubiicn ist 18,2 MCnm) dei- 
znisreres Wasser verwencet wire, das :nna groSen 
Aurwand h^rstetlbar ist. Dadeicnisiertas Wasser bedeu- 
tend nohara F.einhettsgrade en-eicm als hdchstretne 
ChemfKaiien, liegt scgar aine Vercesserjng cer Reini- 
gungswirkung im Panmen der Ernncung. Da der Anteil 
cer Metailkorrpiexttldner • ^nc aucM cer aer cberffc- 
chenscannungsreduzierencen Sucstanzen bzw. der 
des Czons • nur im cpm-Konzentrationsbereich liegt ist* 
cerer. Verunreinigungsgrac im wesentlicnen unbeacht- 
fief:, sc dafi normaJ im HanoeJ ematttiche Sucstanzen 
verwendet werden kdnnen. 5ai oer Auswahi des bei 
einerr. pH von 3twa 7 wassartCsiichen Metaiikomplex- 
bildners ist ledigiicn zu beacrnen, oafl oieser aine ninrei- 
cnenc grcSe KomolttdaiiaungskaoazHat fur Metalle 
w^hrand ces gesamen Remigungsorazesses autweist 
jm beiepiaisweisa a*ne Hyarcxidaustailwig auf Haibiei- 
teroberftachen zu varmeidea Abge)6s:e Kompiexs 
■jnd/ocer Cbarscnussige KomcieKbikiner cCrfen ferner 
nicM ad HalWerterocerfiasnen acsorbieren. Ais geeig- 
'neter KcmoiextJiicaner hat sicn beispieisweise Etnyten- 
diamntetraacstat (EDTA) ^rausgestellt, sas in ainer 
Konzemraticn von atwa 0,7 pom in der wasssrigen 
Lteung verwendet wird. Mfigfich Ist auch dla Verwen- 
dung -Kcmplexbiiaenaar Fhcspnorsauran, wis sie bei- 
scieisweise -jmer der 3ezsicnnung DSQUEST (als 
Waranzatcnen eingatragen) im Hanoel emaffllch sind. 
2as zur Enrferncng organised Kontaminationen emp- 
tehlenswerte Czcn Kann uber tenventicreile Czongene- 
raTsren eingecracrrt werden. 

Cas artinoungsgemASe Venahren bringt vielffiltiga 
Vcrteiia mit sicr.. Eina amedichfi Kcswnreduzierungbai 
gegenCfcer gangigen Verfanren mmcestens glechdei- 
bencer namgungsgualitat srgibt sicn insbesondere 
durcn die offensichtiiche Minimierjng des Chemikaiien- 
verbrauchs und durch den Entfall von zsntraien Chemi- 
'<siierversorgungssystemen, da der KomplexDikJner 
cem ( u ccnrainen Wasser einfacn mittels eines QosimatS 
zuccsien weraer. kann. Da auf Sauren. l^ugen. ate. ver- 
zicnta: wire, resuttien ain aintacner aufgeoautes Pemi- 
2'jngseguioment und e^ne Minimierung der 
Chamikalienemsorgungsicsten. 3ie bisherigen aufwen- 
digen OuaJitatstontroilen bezOgiich des Reinheitsgra- 
des cer Chemikaiien entfailar, Fsmer srgibt sich ain 
erleicitertes Recycling des bisher zum NacnsaOlen 
nach =em eigentlicnen Rerigungsprazefl eingasetren 
ceicrisienen Wassers. Das enincungsgemaSe Verfab- 
ren ist auch urweltverriglicr.er ais das bisher verwen- 
aete. 

Patentansprucne 

1 . Verfahrsn zum En^smen vor Kcrrtammaticnan aut 
Halbiarterte-iKallcbertiacnen. 
dadurch gekennzelchnet, 
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daft als naftehemisches Reirtgungsmedum hoch- 
reines deicnisiertes Wasser verwendet wird, dam 
MetaJIkomplexnildner im ppnvKbnzenirationsba- 
reich zugesetzt warden. 

5 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeiehnet, 

daft die Reinigung utter zusatzlicher Ultraschalleln- 
wirioing arfolgt 

10 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2. 
dadurch gekennzeiehnet, 

daB dem fleintgungsmedium zusdtzlich oberfia* 
chenspannungsreduzierende Substanzen zuge- 
sett warden. 15 

4. Verfahren nach einem der Ansprflche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeiehnet, 

daB die Reinigung urrter zusatziicher Ozonzudosie- 
rung erlolgt & 

5. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeiehnet, 

daS als Metalltomptexbikiner Ethylendiamintetraa- . 
catat (EDTA) verwendet wird. 2S 

6. Verfahren nach Anspruch S T 
dadurch gekennzeiehnet 

daB der MetaJlkcmplexbildner in einer Kbnzentration 
von etwa 0,7 ppm in der wfissrigen LSsung verwen- 30 
dst wird. 
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